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Wynalazek dotyczy urządzenia, które umożli¬
wia użycie tworzyw spiekanych jako pochłania¬
czy gazów szczątkowych w elektronowych lam¬
pach z fotokatodą, na przykład w przetworni¬
kach obrazowych, to jest lampach elektrono¬
wych, w których obraz optyczny przyłożony do
fotokatody wytwarza odpowiadający mu obraz
na ekranie luminescencyjnym.

Pochłaniacze spiekane posiadają dużą po¬
wierzchnię aktywną przy małej objętości oraz
mają tę właściwość, że na swej powierzchni
wiążą cząsteczki gazów szczątkowych najpierw
fizycznie, a potem w swym wnętrzu, przy po¬
mocy powolnego procesu chemicznego. Ponie¬
waż pochłaniacz na powietrzu pokrywa się ga-

•) Właściciel patentu oświadczył, że współ¬
twórcami wynalazku są Hans-Immo Friel, Fritz
Schlohlein 1 Gunter Zerbst.

zem, więc musi być oswobodzony z cząsteczek
gazu związanych na jego powierzchni przy po-
pomcy pompy wysokopróżniowej, przy czym
proces ten ma miejsce w lampie elektronowej,
w którą pochłaniacz jest Wbudowany, przed lub
po zatopieniu. To uwalnianie pochłaniacza od
związanych z jego powierzchnią cząsteczek gazu
zachodzi podczas tak zwanego procesu aktywo¬
wania. Polega on na tym, że pochłaniacz jest
prażony przez określony przeciąg czasu w okre¬
ślonej temperaturze, na przykład 800°C, dzięki
czemu gazy zostaną uwolnione. Gazy te mogą
działać na fotokatodę i uczynić ją nieużyteczną.
Aktywowanie pochłaniacza przed wytworze¬
niem fotokatody jest niekorzystne, gdyż do
chwili zatopienia pochłaniacz nabrałby tyle ga¬
zu, że jego skuteczność zostałaby zmniejszona.
Poza tym istotną rzeczą jest to, że pochłaniacz
absorbuje niezwykle chciwie pary metali alka-



licznych, na przykład cezu stosowanych przy
wytwarzaniu fotokatody. Czyni to pochłaniacz
nieużytecznym lub przy dodatkowym aktywo¬
waniu zmusza go do oddania pochłoniętych par
metali alkalicznych, przez co warstwa fotokato¬
da ulega zniszczeniu.

Niedogodności te można według wynalazku
uniknąć w ten sposób, że tworzywo spiekane
umieszczone na nośniku metalicznym wprowa¬
dza się do ampułki szklanej, w której przepro¬
wadza się aktywowanie przez przeprażenie prą¬
dami wysokiej częstotliwości i zastosowanie
pompy wysokopróżniowej, przy czym ampułkę
zawierającą pochłaniacz umieszcza się w lampie
elektronowej w uchwycie, w którynl ampułka
ta podlega pewnemu naprężeniu zginającemu,
a po zatopieniu lampy*elektronowej rozsadza się
tę ampułkę wzdłuż rysy przy pomocy drutu ża¬
rzonego ogrzewanego z zewnątrz, dzięki czemu
stworzone zostają warunki do absorpcji przez
pochłaniacz resztkowych gazów zawartych
w lampie elektronowej.

Do tej pory znano sposób, w którym wytrąca¬
no pochłaniacz w ampułce w atmosferze z ga¬
zów obojętnych, po czym ampułkę opróżniano
z gazów, umieszczano w lampie elektronowej,
a po jej zatopieniu ampułkę tę otwierano.
Otwieranie ampułki dokonywano przy pomocy
wtopionego w nią drutu, przebiegającego wzdłuż
osi podłużnej ampułki i ogrzewanego przy po¬
mocy przepływu prądu lub pod wpływem dzia¬
łania pola wysokiej częstotliwości. Sposób ten
nie nadaje się do tworzyw spiekanych, które
w celu aktywowania ogrzewane są do jasno
czerwonego żaru przy pomocy pola wysokiej
częstotliwości. Przy tym procesie nagrzewałby
się również wtopiony wzdłuż osi ampułki drut
rozsadzający, który spowodowałby pęknięcie
ampułki już w tym czasie.

Wady tej unika się przy sposobie według wy¬
nalazku, który to sposób umożliwia zastosowa¬
nie tworzyw spiekanych do opróżniania z gazów
szczątkowych lamp elektronowych z fotokatodą.
Przy rozsadzaniu ampułki wzdłuż naciętej rysy
nie powstają odpryski szkła, które zakłócają
pracę lampy elektronowej. Części ampułki szkla¬
nej utrzymywane są przez odpowiednie elemen¬
ty, na przykład przez zespawanie pasma lub pę¬
tle wykonane z blachy, przy czym umocowanie
to jest tak silne, że nie mogą one wypaść z tych
elementów.

Szczególnie korzystnym okazało się matowie¬
nie powierzchni ampułek, na przykład przez

piaskowanie. Jako materiał do produkcji ampu¬
łek nadają się wszelkie szkła miękkie lub też
niektóre szkła twarde, na przykład szkło do
produkcji aparatury laboratoryjnej „G 20". Ko¬
nieczne jest przy tym, żeby drut żarzony przy¬
legał do rysy naciętej w ampułce jedynie na
krótkim jej odcinku.

Ażeby zapobiec wypadaniu pochłaniacza z roz-
połowionej szklanej ampułki, należy nośnikowi
pochłaniacza nadać długość większą niż połowa
długości ampułki. Zasada wynalazku da się
również zastosować przy wytwarzaniu fotoka¬
tod, jeżeli zamiast pochłaniacza umieścimy
w szklanej ampułce metale alkaliczne, na przy¬
kład cez, konieczne do wytworzenia fotokatody,
a ampułkę otworzymy przed wytworzeniem fo¬
tokatody.

Na rysunku uwidoczniony jest przykład urzą¬
dzenia według wynalazku, przy czym fig. 1
przedstawia szklaną ampułkę z zatopionym po¬
chłaniaczem, fig. 2 — urządzenie powodujące
pęknięcie ampułki, fig 3 — przekrój przez to
urządzenie na wysokości drutu żarzonego,
a fig. 4 — rozpołowioną ampułkę.

Na fig. 1 cyfrą 1 jest qznaczona szklana am¬
pułka, natryskana strumieniem piasku przy koń¬
cach i nacięta wzdłuż rysy 2. Cyfrą 3 jest ozna¬
czony nośnik, napełniony spiekanym tworzy¬
wem pochłaniacza.

Fig. 2 uwidacznia umocowanie szklanej am¬
pułki 1 na płaskiej sprężynie 4, przy pomocy
zespawanych uchwytów 8 i 8\ Cyfrą 5 jest ozna¬
czony pałąk przytrzymujący drut żarzony
7 z trudnotopliwego materiału, na przykład
z wolframu, który jest przeprowadzony z jed¬
nej strony ampułki przez szklaną perełkę 6, słu¬
żącą jako izolator. Na fig. 3 jest uwidoczniony
dokładniej układ drutu żarzonego 7. Na brzegu
7a jest on powiązany z pałąkiem przytrzymują¬
cym 5, a jego drugi koniec przeprowadzony jest
przez szklaną perłę 6, służącą jako izolator. Źró¬
dło prądu umieszczone na zewnątrz lampy jest
na rysunku nie uwidocznione, jest połączone
z wolnym końcem drutu żarzonego 7 i ze sprę¬
żyną 4. Za pomocą krótkiego impulsu prądowe¬
go, trwającego kilka sekund, drut zostaje rozża¬
rzony. Powstają przy tym napięcia w szkle,
które powodują pęknięcie ampułki wzdłuż na¬
ciętej rysy 2, przy czym powstałe części zostają
odsunięte od siebie przez płaską sprężynę 4. Fig.
4 uwidacznia ampułkę po pęknięciu. Na fig. 4 nie
zaznaczono części uchwytu pałąka, która zawie¬
ra perłę izolującą 6 oraz drut żarzony 7.



Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób pochłaniania gazów szczątkowych 3.
w elektronowych lampach z fotokatodą przy
zastosowaniu pochłaniaczy z tworzyw spie¬
kanych, znamienny tym, że pochłaniacz 4.
z tworzyw spiekanych umieszczony na me¬
talicznym nośniku sprowadza się do ampułki
szklanej i aktywuje go przez wyżarzanie za
pomocą prądu wysokiej częstotliwości, przy
zastosowaniu pompy wysokopróżniowej, przy
czym ampułkę szklaną zawierającą pochła- 5.
niacz umieszcza się w lampie elektronowej
w uchwycie, w którym ampułka ta podlega
naprężeniu zginającemu, a po zatopieniu lam¬
py elektronowej rozsadza się tę ampułkę 6.
wzdłuż rysy przy pomocy drutu żarzonego
ogrzewanego z zewnątrz.

2. Urządzenie do przeprowadzania sposobu we¬
dług zastrz. 1, znamienne tym, że wyposażo¬
ne jest w płaską sprężynę wytwarzającą na¬
prężenie zginające i utrzymującą obie części

szklanej ampułki, podzielone naciętą rysą
w sposób uniemożliwiający odłączeniu ich.
Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym,
że szklana ampułka jest umocowana na pła¬
skiej sprężynie w spawanych uchwytach.
Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym,
że szklana ampułka w tych miejscach, gdzie
umocowane są uchwyty ma chropowatą po¬
wierzchnię, którą uzyskuje się, na przykład
przez natryskiwanie silnym strumieniem
piasku.
Urządzenie do przeprowadzania sposobu we¬
dług zastrz. 1, znamienne tym, że drut żarzo¬
ny przylega do naciętej rysy tylko na krót¬
kim odcinku.

Urządzenie do przeprowadzania sposobu we¬
dług zastrz. 1, znamienne tym, że nośnik po¬
chłaniacza gazów posiada długość większą niż
połowa długości ampułki.

VEB Carl Zeiss Jena
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